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Steckbrief

Patent 
Film forming material and preparation 
of surface relief and optically anisotropic 
structures by irradiating a film of the said 
material, WO/2006/024500, 9.3.2006.
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	 Innovativ

	 Einfach

	 Effizient

	 Neues Materialkonzept

Mikro- und nanostrukturierte Ober
flächen sind Träger neuer, intelligenter 
Eigenschaften und Funktionen in mo-
dernen Technologien und Produkten. 
So sind diffraktiv-optische Elemente 
Schlüsselelemente optischer Technolo-
gien. Derartige Dünnschichtelemente 
tragen wesentlich zur weiteren Minia-
turisierung und Systemintegration bei. 

Vor diesem Hintergrund wurde am 
Fraunhofer IAP eine neue Technolo-
gieplattform der voll-optischen Ober-
flächenstrukturierung durch lichtindu-
zierte Prozesse in supramolekularen 
Photomaterialien entwickelt. Die 
Technologie umfasst ein neuartiges  
Materialkonzept sowie  optimierte 
Strukturierungs- und Replikationspro-
zesse für die Herstellung mikrostruk-
turierter Oberflächen und diffraktiv-
optischer Elemente.

Wesentliche Vorteile gegenüber ande-
ren Verfahren sind kostengünstige und 
umweltfreundliche Materialien, keine 
nasschemischen Entwicklungsschritte, 
die in-situ Kontrolle der Strukturbil-
dung, die Erzeugung von Graustufen 
und die Möglichkeit des wiederholten 
Überschreibens bzw. sukzessiven Struk-
turaufbaus. 

Die Materialien werden durch die Firma 
micro resist technology GmbH (Berlin) 
hergestellt.

Material 
			 

	 Voll-optisch strukturierbar
	 Graustufen 
	 nm-Auflösung
	 Polarisationsempfindlich
	 Filme optischer Qualität
	 Hohe Oberflächengüte 

	 (Rauigkeit < 5 nm)
	 Unempfindlich bei Tageslicht
	 Hohe Oberflächengüte
	 Ohne nasschemische 

	 Entwicklung
	 Kundenspezifisch anpassbar
	 Kommerziell verfügbar

Mikrostrukturierung		

	 Voll-optisch
	 In-situ Kontrolle
	 Sukzessiv
	 Überschreibbar
	 Vis-Bestrahlung
	 Gittertiefe bis 1,5 µm
	 Moderate Intensitäten

Neue Technologie zur  
voll-optischen  
Mikrostrukturierung
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Bestrahlungstechniken

	 Holographie – optimal
	 Masken
	 Fokusierter Strahl

Replizieren

	 Abformen – Stempeln – Prägen
	 Herstellen von Prägestempeln
	 nm-genaue Wiedergabe
	 Metallbeschichtung
	 Plasmaätzen

Anwendungen

	 Diffraktive Optik
	 –	Strahlteiler
	 –	Strahlformer
	 –	Holographische Fresnel-Linsen

	 Elemente zum Ein- und 
	 Auskoppeln von Licht

	 DFB-Resonator-Strukturen
	 Sicherheitsmerkmale
	 Mikrofluidik und Biochip

	 –	Mikro- und nanostrukturierte 
		  Oberflächen
	 –	Markierungsgitter
	 –	Mikrokanäle

	 Fast Prototyping
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Bildverzeichnis

Seite 1 
rechts	Beispiele holographisch strukturierter 

Oberflächen.
Seite 2 
1.	 In einen Azobenzen-Polymerfilm hologra-

phisch generierte Oberflächenreliefstruktur: 
AFM-Bilder der Oberflächentopologie für 
symmetrische/asymmetrische Reliefs.

2.	 Reliefstruktur durch Maskenbestrahlung.
3.	 In einen Azobenzen-Polymerfilm hologra-

phisch generierte Oberflächenreliefstruktur: 
AFM-Bilder der Relieftopologie (2D, 3D) 
und Beugung des Gitters im Laserstrahl 
(633 nm).




